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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基板と、前記透明基板上の透過光用領域に形成された透過光用着色層および前記透
明基板上の反射光用領域に形成された反射光用着色層を含む着色層と、前記透明基板上の
隣接する前記着色層間に形成された遮光部とを有するカラーフィルタ用基板の、前記透明
基板および前記着色層を覆うように感光性樹脂を含有する感光性樹脂層を形成する感光性
樹脂層形成工程と、
　前記感光性樹脂層を、階調マスクを用いて露光および現像し、前記遮光部上に前記遮光
部に接して柱状スペーサを、および前記反射光用着色層上に光路差調整層を同時に形成す
るスペーサおよび光路差調整層形成工程と
を有することを特徴とする半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法。
【請求項２】
　前記スペーサおよび光路差調整層形成工程が、前記柱状スペーサと、前記光路差調整層
と、前記透過光用着色層上にオーバーコート層とを同時に形成する工程であることを特徴
とする請求項１に記載の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半透過型液晶表示装置に用いられる半透過型液晶表示装置用カラーフィルタ
の製造方法に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置として、外光の反射と、バックライト光の透過光とを利用した半透過型液
晶表示装置が開発され、この半透過型液晶表示装置は、外光を利用して表示を行なう従来
の反射型カラー液晶表示装置に、バックライトを兼ね備え、周囲が暗い場合でもバックラ
イトによる表示（透過表示）が行なえる、という利点を有する。
【０００３】
　このような半透過型液晶表示装置では、透過光および反射光が液晶を通過する回数が異
なることから、透過表示および反射表示の視認性を良好なものとするためには、透過光お
よび反射光が、それぞれ液晶を通過する距離を調整する必要があった。そこで、例えば図
４に示すように、透明基板１上に形成された着色層２のうち、反射表示に用いられる反射
光用着色層２ｒ上にのみ、所定の膜厚を有する透明樹脂層３を形成し、反射光用領域（ｒ
で示される領域）と、透過光用領域（ｔで示される領域）との光路差を調整する方法が一
般的に用いられている（以下、この構造をマルチギャップ構造ともいう。特許文献１参照
）。
【０００４】
　この方法によれば、例えば図４に示すように、カラーフィルタ２０と対向させて対向基
板２１を配置した際、反射光用領域（ｒで示される領域）における対向基板２１とカラー
フィルタ２０とのギャップａと、透過光用領域（ｔで示される領域）における対向基板２
１とカラーフィルタ２０とのギャップｂとの関係を調整することが可能となり、反射光と
透過光との光路差を調整することができる。しかしながら、このような半透過型液晶表示
装置用カラーフィルタは、各部材ごとに、例えばフォトリソグラフィー法等を繰り返し行
って形成する必要があり、製造工程が煩雑であるという問題があった。
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－２４２２２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、目的とする高さに効率よく各部材を形成可能な半透過型液晶表示装置用カラー
フィルタの製造方法等の提供が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、透明基板と、上記透明基板上の透過光用領域に形成された透過光用着色層お
よび上記透明基板上の反射光用領域に形成された反射光用着色層を含む着色層とを有する
カラーフィルタ用基板の、上記透明基板および上記着色層を覆うように感光性樹脂を含有
する感光性樹脂層を形成する感光性樹脂層形成工程と、上記感光性樹脂層を、階調マスク
を用いて露光および現像し、柱状スペーサ、および上記反射光用着色層上に光路差調整層
を形成するスペーサ・光路差調整層形成工程とを有することを特徴とする半透過型液晶表
示装置用カラーフィルタの製造方法を提供する。
【０００８】
　本発明によれば、階調マスクを用いて感光性樹脂層を露光することから、それぞれ高さ
が異なる柱状スペーサおよび光路差調整層を一括して形成することが可能となり、製造効
率よく半透過型液晶表示装置用カラーフィルタを製造することが可能となる。
【０００９】
　上記発明においては、上記スペーサ・光路差調整層形成工程が、上記柱状スペーサと、
上記光路差調整層と、上記透過光用着色層上にオーバーコート層とを形成する工程であっ
てもよい。本発明においては、上記階調マスクを用いて感光性樹脂層を露光することから
、高さの異なる３つの部材、すなわち上記柱状スペーサ、上記光路差調整層、およびオー
バーコート層を形成することも可能であり、効率よく半透過型液晶表示装置用カラーフィ
ルタを製造することが可能となる。
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【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、それぞれ高さが異なる柱状スペーサおよび光路差調整層を一括して形
成することが可能であり、製造効率よく半透過型液晶表示装置用カラーフィルタを製造す
ることが可能となるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明は、半透過型液晶表示装置に用いられる半透過型液晶表示装置用カラーフィルタ
の製造方法に関する。以下、詳しく説明する。
　本発明の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法は、透明基板と、上記透明
基板上の透過光用領域に形成された透過光用着色層および上記透明基板上の反射光用領域
に形成された反射光用着色層を含む着色層とを有するカラーフィルタ用基板の、上記透明
基板および上記着色層を覆うように感光性樹脂を含有する感光性樹脂層を形成する感光性
樹脂層形成工程と、上記感光性樹脂層を、階調マスクを用いて露光および現像し、柱状ス
ペーサ、および上記反射光用着色層上に光路差調整層を形成するスペーサ・光路差調整層
形成工程とを有することを特徴とする方法である。
【００１２】
　本発明の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法は、例えば図１に示すよう
に、透明基板１と、上記透明基板１の透過光用領域（ｔで示される領域）上に形成された
透過光用着色層２ｔおよび透明基板１の反射光用領域（ｒで示される領域）上に形成され
た反射光用着色層２ｒを含む着色層２とを有するカラーフィルタ用基板１０を準備し（図
１（ａ））、透明基板１および着色層２を覆うように感光性樹脂層１１を形成する感光性
樹脂層形成工程を行う（図１（ｂ））。この感光性樹脂層１１を、例えば柱状スペーサに
対応する領域が透明領域、光路差調整層を形成する領域が半透明領域、およびそれ以外の
領域が遮光領域とされた階調マスク１２等を用いて露光（図１（ｃ））し、現像するスペ
ーサ・光路差調整層形成工程（図１（ｄ））を行い、半透過型液晶表示装置用カラーフィ
ルタを製造する方法である。上記スペーサ・光路差調整層形成工程により、光路差調整層
３と柱状スペーサ４とがそれぞれ形成される。
【００１３】
　本発明においては、階調マスクを用いて感光性樹脂層を露光することから、柱状スペー
サを形成する領域と光路差調整層を形成する領域との露光量を異なるものとすることがで
き、この露光量の差により現像後に高さが異なるものとすることができる。したがって、
本発明によれば、柱状スペーサおよび光路差調整層を、目的とする領域に目的とする高さ
となるように一括して形成することが可能となり、製造効率よく半透過型液晶表示装置用
カラーフィルタを製造することが可能となる。
　以下、本発明の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法の各工程について詳
しく説明する。
【００１４】
　１．感光性樹脂層形成工程
　まず、本発明における感光性樹脂層形成工程について説明する。本工程は、透明基板と
、上記透明基板上の透過光用領域に形成された透過光用着色層および上記透明基板上の反
射光用領域に形成された反射光用着色層を含む着色層とを有するカラーフィルタ用基板の
、上記透明基板および上記着色層を覆うように感光性樹脂を含有する感光性樹脂層を形成
する工程である。本発明においては、例えば透明基板および着色層の全面を覆うように感
光性樹脂層を形成してもよく、また透明基板および着色層の一部を覆うように感光性樹脂
層を形成してもよい。
【００１５】
　本工程により形成される感光性樹脂層の平均膜厚としては、形成する柱状スペーサの高
さに合わせて適宜選択される。このような平均膜厚としては通常１．５μｍ～８．０μｍ
程度、中でも２．０μｍ～６．０μｍ程度とされることが好ましい。
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【００１６】
　また本工程において上記感光性樹脂層を形成する方法としては特に限定されるものでは
なく、例えば感光性樹脂層形成用組成物をスピンコート法やダイコート法等、一般的な塗
布方法で塗布する方法等とすることができる。また、必要に応じて、形成された感光性樹
脂層をプリベーク等してもよい。
【００１７】
　上記感光性樹脂層の形成に用いられる感光性樹脂層形成用組成物としては、少なくとも
感光性樹脂を含有するものであれば特に限定されるものではなく、通常、感光性樹脂と各
種添加剤とを含有するものとすることができ、一般的な半透過型液晶表示装置用カラーフ
ィルタの柱状スペーサや光路差調整層を形成する際に用いられるものと同様とすることが
できる。
【００１８】
　また、本工程に用いられるカラーフィルタ用基板としては、透明基板と、上記透明基板
上の透過光用領域に形成された透過光用着色層および上記透明基板上の反射光用領域に形
成された反射光用着色層を含む着色層とを有するものであれば特に限定されるものではな
く、例えば図１に示すように、隣接する着色層２の間に遮光部５等が形成されているもの
等であってもよい。
【００１９】
　カラーフィルタ用基板に用いられる透明基板としては、着色層を形成可能であり、かつ
可視光に対して透明な基板であれば特に限定されるものではなく、一般的なカラーフィル
タに用いられる透明基板と同様のものとすることができる。
【００２０】
　具体的には、石英ガラス、パイレックス（登録商標）ガラス、合成石英板等の可撓性の
ない透明なリジッド材、あるいは、透明樹脂フィルム、光学用樹脂板等の可撓性を有する
透明なフレキシブル材等が挙げられる。
【００２１】
　また上記着色層としては、透明基板上の反射光用領域に形成された反射光用着色層と、
透明基板の透過光用領域に形成された透過光用着色層とを１サブピクセル中に含むもので
あればよく、そのパターン等は特に限定されるものではない。例えば赤色（Ｒ）、緑色（
Ｇ）、青色（Ｂ）の三色の着色層が、ストライプ型、モザイク型、トライアングル型、４
画素配置型等の公知の配列に形成されたもの等とすることができ、着色面積は任意に設定
することができる。また、１サブピクセル中に形成される上記透過光用着色層と反射光用
着色層との面積比としては、透過光用着色層の面積を１とした場合に、反射光用着色層の
面積が０．２～４．０の範囲内、中でも０．５～２．０の範囲内とされていることが好ま
しい。
【００２２】
　また反射光用着色層の平均膜厚および透過光用着色層の平均膜厚は等しいものであって
もよいが、特に反射光用着色層の平均膜厚を１とした場合に、透過光用着色層の平均膜厚
が０．２～１．０の範囲内、中でも０．３～０．８の範囲内とされることが好ましい。こ
れにより、反射光用領域と透過光用領域における着色層の色特性を調整することが可能と
なるからである。また、反射光用着色層の具体的な平均膜厚としては、着色層の種類等に
より、適宜選択されるものであるが、通常、０．２μｍ～３．０μｍの範囲内、中でも０
．４μｍ～２．０μｍの範囲内であることが好ましい。なお、上記平均膜厚の測定は、例
えば半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの断面形状を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）等
で撮影したもの等から算出することができる。
【００２３】
　上述したような透過光用着色層と反射光用着色層との平均膜厚が異なる着色層は、例え
ば透明基板上の反射光用領域や透過光用領域に均一な膜厚で着色層形成用塗工液を塗布し
、反射光用領域および透過光用領域に対応する領域でそれぞれ透過率が異なる階調マスク
を用いて露光および現像すること等により形成することができる。また上記透明基板上の
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反射光用領域および透過光用領域にそれぞれ異なる膜厚で別々に着色層を形成する方法も
用いることもできる。なお上記着色層の形成に用いられる材料等については、一般的なカ
ラーフィルタの着色層の形成に用いられるものと同様とすることができる。
【００２４】
　２．スペーサ・光路差調整層形成工程
　次に、本発明におけるスペーサ・光路差調整層形成工程について説明する。本工程は、
上記感光性樹脂層を、階調マスクを用いて露光および現像し、柱状スペーサ、および上記
反射光用着色層上に光路差調整層を形成する工程であり、本工程により、高さの異なる柱
状スペーサと光路差調整層とが一括して形成されることとなる。
【００２５】
　上記光路差調整層は上記着色層のうち、反射光用着色層上にのみ形成されることとなる
。上記光路差調整用層の平均膜厚は、半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの種類等に
より適宜選択されることとなるが、通常、０．５μｍ～４．０μｍ程度、中でも１．０μ
ｍ～　３．０μｍ程度とすることができる。
【００２６】
　一方、本工程において柱状スペーサが形成される領域は特に限定されるものではなく、
本発明により製造される半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの種類等により適宜選択
される。例えば図１（ｄ）に示すように、遮光部５上に形成されるものであってもよく、
また例えば図２に示すように、上記カラーフィルタ用基板１０の透過光用着色層２ｔ上の
みに形成されるものであってもよい。また例えば図３に示すように、カラーフィルタ用基
板１０の反射光用着色層２ｒ上に形成されるものであってもよく、また反射光用着色層お
よび透過光用着色層上に形成されるものであってもよい。なお、上記柱状スペーサが反射
光用着色層上に形成される場合には、例えば図３に示すように、上記光路差調整層３と柱
状スペーサ４とが、一体として形成されることとなる。
【００２７】
　本工程により形成される上記柱状スペーサの高さについても半透過型液晶表示装置用カ
ラーフィルタの種類等により適宜選択されることとなるが、通常、１．０μｍ～４．０μ
ｍ程度、中でも１．０μｍ～３．０μｍ程度とすることができる。また柱状スペーサの形
状についても特に限定されるものではなく、例えば円柱状や角柱状、円錐台状や角錐台状
等に形成される。
【００２８】
　また本発明においては、例えば図３に示すように、本工程により上記光路差調整層３お
よび柱状スペーサ４とともに、透過光用着色層２ｔ上にオーバーコート層６が形成されて
もよい。透過光用着色層上にオーバーコート層が必要とされる場合に、別途オーバーコー
ト層を形成する工程を行なう必要がないものとすることができ、より製造効率のよい半透
過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法とすることができるからである。このよう
なオーバーコート層の平均膜厚についても半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの種類
等により適宜選択されることとなるが、通常、０．５μｍ～４．０μｍ程度、中でも１．
０μｍ～３．０μｍ程度とすることができる。
【００２９】
　ここで、上記柱状スペーサや光路差調整層、オーバーコート層等がそれぞれ上述した様
な平均膜厚となるように、上記感光性樹脂層を露光する方法としては、柱状スペーサに対
応する領域が透明領域、光路差調整層を形成する領域およびオーバーコート層を形成する
領域が半透明領域、それ以外の領域が遮光領域とされた階調マスク等を用いて露光する方
法等とすることができる。なお、この場合、オーバーコート層に対応する半透明領域と光
路差調整層に対応する半透明領域の透過率は通常異なるものとされる。またオーバーコー
ト層を形成しない場合には、柱状スペーサに対応する領域が透明領域、光路差調整層を形
成する領域が半透明領域、それ以外の領域が遮光領域とされた階調マスク等を用いて露光
が行われることとなる。上記感光性樹脂層を露光する際、柱状スペーサを形成する領域の
露光量を多いものとし、光路差調整層やオーバーコート層を形成する領域の露光量を柱状
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スペーサを形成する領域より少ないものとすることにより、上述したような平均膜厚でそ
れぞれの部材を形成することが可能となるからである。
【００３０】
　上記露光に用いられる階調マスクとしては、例えば透明基材と、遮光膜と、透過率調整
機能を有する半透明膜とが順不同に積層されたもの等とすることができ、遮光膜が形成さ
れている領域が遮光領域、透明基材上に上記半透明膜のみが形成された領域が半透明領域
、透明基材上に遮光膜および半透明膜のいずれも設けられていない領域が透過領域とされ
る。なお、上記半透明膜は、単層であってもよく、複数の層で構成されていてもよい。ま
た単層の半透明膜内で透過率が段階的に変化しているものであってもよい。半透明膜が複
数の層で構成されている場合や、透過率が段階的に変化している場合等には、多階調の階
調マスクとすることができ、上述したように柱状スペーサ、光路差調整層、およびオーバ
ーコート層を一括して形成すること等が可能となる。上記階調マスクに用いられる遮光膜
や半透明膜、透明基材等については、一般的な階調マスクに用いられるものと同様とする
ことができる。
【００３１】
　また上記感光性樹脂層を現像する方法としては、特に限定されるものではなく、上記感
光性樹脂層の種類に合わせて適宜選択される。このような現像方法については、一般的な
カラーフィルタの製造方法において行なわれる方法と同様とすることができる。
【００３２】
　ここで、本工程は、少なくとも上記柱状スペーサおよび光路差調整層を一括して形成す
る工程であればよく、例えば上記オーバーコート層以外にも感光性樹脂層により形成可能
な部材が存在する場合等には、その部材を上記柱状スペーサおよび光路差調整層と一括し
て形成する工程とすることもできる。
【００３３】
　３．その他の工程
　本発明は、上述した感光性樹脂層形成工程、およびスペーサ・光路差調整工程以外に必
要な工程を適宜有していてもよい。例えば上記カラーフィルタ用基板を形成するカラーフ
ィルタ用基板形成工程や、上記スペーサ・光路差調整工程後に、上記着色層上に配向膜を
形成する配向膜形成工程、透明電極層を形成する透明電極層形成工程等が挙げられる。こ
のような各工程については、一般的なカラーフィルタの製造方法の際に行なわれる方法と
同様とすることができる。
【００３４】
　なお、本発明により製造されるカラーフィルタに透明電極層を形成する場合、上記柱状
スペーサ上には、通常、透明電極層を形成しない、もしくは柱状スペーサ上に形成された
透明電極層上にさらに絶縁層を形成することが好ましい。これにより、カラーフィルタと
液晶駆動側基板とが導通してしまうことを防ぐことが可能となるからである。上記絶縁層
は液晶駆動側基板側に設けられてもよい。
【００３５】
　また、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【００３６】
　以下、本発明について実施例および比較例を用いて具体的に説明する。
【００３７】
［実施例１］
　（階調マスクの作製）
　光学研磨された３９０ｍｍ×６１０ｍｍの合成石英基板上にクロム膜（遮光膜）が厚み
１００ｎｍで成膜されている常用のマスクブランク上に、市販のフォトレジスト（東京応
化工業社製　ｉｐ－３５００）を厚み６００ｎｍで塗布し、１２０℃に加熱されたホット
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プレートで１５分ベークした後、フォトマスク用レーザ描画装置（マイクロニック社製　
ＬＲＳ１１０００－ＴＦＴ３）で、所望の遮光膜中間パターンを描画した。
　次に、専用のデベロッパー（東京応化工業社製　ＮＭＤ３）で現像し、遮光膜用レジス
トパターンを得た。
　次に、レジストパターンをエッチング用マスクとし、クロム膜をエッチングし、さらに
残ったレジストパターンを剥膜することで、所望の遮光膜中間パターンを得た。クロム膜
のエッチングには、市販の硝酸セリウム系ウェットエッチャント（ザ・インクテック社製
　ＭＲ－ＥＳ）を用いた。クロム膜のエッチング時間は、６０秒であった。
【００３８】
　次いで、遮光膜中間パターンが形成された基板について、パターン寸法検査、パターン
欠陥検査、必要に応じてパターン修正を行い、よく洗浄した後、酸化窒化炭化クロム膜（
半透明膜）を下記の条件でスパッタリング法にて成膜した。
＜成膜条件＞
・ガス流量比　Ａｒ：ＣＯ２：Ｎ２＝１：５：１
・パワー：１．３ｋＷ
・ガス圧：３．５ｍＴｏｒｒ
　酸化窒化炭化クロム膜の膜厚は３５ｎｍとした。酸化窒化炭化クロム膜の分光スペクト
ルを図８に示す。
　次に、酸化窒化炭化クロム膜上に市販のフォトレジスト（東京応化製　ｉｐ－３５００
）を再度、厚み６００ｎｍで塗布し、１２０℃に加熱されたホットプレート上で１５分ベ
ークした。
　続いて半透明膜パターンとなる像を再度、レーザ描画装置（マイクロニック社製　ＬＲ
Ｓ１１０００－ＴＦＴ３）で描画し、専用デベロッパー（東京応化社製　ＮＭＤ３）で現
像し、レジストパターンを得た。
　次に、レジストパターンをマスクとして、市販の硝酸セリウム系ウェットエッチャント
（ザ・インクテック社製　ＭＲ－ＥＳ）で半透明膜および遮光膜をエッチングし、半透明
膜パターンおよび遮光膜パターンを得た。エッチングは半透明膜および遮光膜に対して行
った。
　最後に残ったレジストを剥膜し、パターン寸法検査、パターン欠陥検査などの検査工程
を経て、必要に応じてパターン修正を行い、階調マスクを得た。
【００３９】
　（カラーフィルタの作製）
　基板として、大きさが１００ｍｍ×１００ｍｍ、厚みが０．７ｍｍのガラス基板（コー
ニング社製１７３７ガラス）を準備した。この基板を定法にしたがって洗浄した後、基板
の片側全面にスパッタリング法によりクロム薄膜（厚み１０００Å）を形成した。このク
ロム薄膜上にポジ型感光性レジスト（東京応化工業（株）製　ＯＦＰＲ－８００）を塗布
し、所定のマスクを介して露光、現像してレジストパターンを形成した。次いで、このレ
ジストパターンをマスクとして、クロム薄膜をエッチングして、線幅２０μｍ、ピッチ１
００μｍのブラックマトリックスを形成した。
【００４０】
　次に、下記組成の赤色パターン用のネガ型感光性樹脂組成物、緑色パターン用のネガ型
感光性樹脂組成物、青色パターン用のネガ型感光性樹脂組成物を調製した。
【００４１】
＜赤色パターン用のネガ型感光性樹脂組成物＞
・赤顔料（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製　クロモフタルレッドＡ２Ｂ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．８重量部
・黄顔料（ＢＡＳＦ社製　パリオトールイエローＤ１８１９）　　　　　１．２重量部
・分散剤（ビックケミー社製ディスパービック１６１）　　　　　　　　３．０重量部
・モノマー（サートマー社製　ＳＲ３９９）　　　　　　　　　　　　　４．０重量部
・ポリマーＩ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０重量部
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・開始剤（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製　イルガキュア９０７）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．４重量部
・開始剤（２，２´－ビス（ｏ－クロロフェニル）－４，５，４´，５´－テトラフェニ
ル－１，２´－ビイミダゾール）　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．６重量部
・溶剤（プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート）　　　８０．０重量部
【００４２】
＜緑色パターン用のネガ型感光性樹脂組成物＞
・緑顔料（アビシア社製　モナストラルグリーン９Ｙ－Ｃ）　　　　　　４．２重量部
・黄顔料（ＢＡＳＦ社製　パリオトールイエローＤ１８１９）　　　　　１．８重量部
・分散剤（ビックケミー社製ディスパービック１６１）　　　　　　　　３．０重量部
・モノマー（サートマー社製　ＳＲ３９９）　　　　　　　　　　　　　４．０重量部
・ポリマーＩ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０重量部
・開始剤（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製　イルガキュア９０７）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．４重量部
・開始剤（２，２´－ビス（ｏ－クロロフェニル）－４，５，４´，５´－テトラフェニ
ル－１，２´－ビイミダゾール）　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．６重量部
・溶剤（プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート）　　　８０．０重量部
【００４３】
＜青色パターン用のネガ型感光性樹脂組成物＞
・青顔料（ＢＡＳＦ社製　ヘリオゲンブルーＬ６７００Ｆ）　　　　　　６．０重量部
・顔料誘導体（アビシア社製　ソルスパース５０００）　　　　　　　　０．６重量部
・分散剤（ビックケミー社製ディスパービック１６１）　　　　　　　　２．４重量部
・モノマー（サートマー社製　ＳＲ３９９）　　　　　　　　　　　　　４．０重量部
・ポリマーＩ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０重量部
・開始剤（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製　イルガキュア９０７）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．４重量部
・開始剤（２，２´－ビス（ｏ－クロロフェニル）－４，５，４´，５´－テトラフェニ
ル－１，２´－ビイミダゾール）　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．６重量部
・溶剤（プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート）　　　８０．０重量部
【００４４】
　なお、上記のポリマーＩは、ベンジルメタクリレート：スチレン：アクリル酸：２－ヒ
ドロキシエチルメタクリレート＝１５．６：３７．０：３０．５：１６．９（モル比）の
共重合体１００モル％に対して、２－メタクリロイルオキシエチルイソシアネートを１６
．９モル％付加したものであり、重量平均分子量は４２５００である。
【００４５】
　次いで、ガラス基板上にブラックマトリックスを覆うように赤色パターン用のネガ型感
光性樹脂組成物をスピンコート法により塗布し、赤色パターン用のフォトマスクを介して
、露光、現像して、赤色パターンを形成した。この赤色パターンは、長方形状（１００μ
ｍ×３００μｍ）とした。
【００４６】
　その後、緑色パターン用のネガ型感光性樹脂組成物、青色パターン用のネガ型感光性樹
脂組成物を用いて、同様の操作により、緑色パターン、青色パターンを形成した。これに
より、赤色パターン、緑色パターン、青色パターンが配列された着色層を形成した。
【００４７】
　次に、着色層上にネガ型感光性樹脂組成物（ＪＳＲ製　オプトマーＮＮ８５０)をスピ
ンコート法により塗布し、減圧乾燥後、１００℃にて３分間プリベークした。その後、上
記の階調マスクを介して下記条件にて露光した。
＜露光条件＞
・露光量：６０ｍＪ／ｃｍ２（Ｉ線換算）
・露光ギャップ：１５０μｍ
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【００４８】
　次いで、水酸化カリウム水溶液を用いて現像し、その後、２３０℃、３０分間の加熱処
理を施し、スペーサおよび光路差調整層を同時形成した。
【００４９】
［比較例１］
　（マスクの作製）
　スペーサ露光用、及び光路差調整層露光用の計２種のマスクを、実施例１と同様の条件
にて、石英基板上に成膜されたクロム膜のみをパターニングすることで作製した。
【００５０】
（カラーフィルタの作製）
　実施例１と同様にして、ブラックマトリクス、及び着色層を形成したガラス基板上に、
ネガ型感光性樹脂組成物（ＪＳＲ製　オプトマーＮＮ８５０)をスピンコート法により塗
布し、減圧乾燥後、１００℃にて３分間プリベークした。その後、オーバーコートパター
ン用のマスクを介して下記条件にて露光した。
・露光量：６０ｍＪ／ｃｍ２（Ｉ線換算）
・露光ギャップ：１５０μｍ
【００５１】
　次いで、水酸化カリウム水溶液を用いて現像し、その後、２３０℃、３０分間の加熱処
理を施し、光路差調整層を形成した。
【００５２】
　その後再度ネガ型感光性樹脂組成物（ＪＳＲ製　オプトマーＮＮ８５０)をスピンコー
ト法により塗布し、減圧乾燥後、１００℃にて３分間プリベークした。その後、スペーサ
露光用のマスクを介して下記条件にて露光した。
・露光量：６０ｍＪ／ｃｍ２（Ｉ線換算）
・露光ギャップ：１５０μｍ
【００５３】
　次いで、水酸化カリウム水溶液を用いて現像し、その後、２３０℃、３０分間の加熱処
理を施し、スペーサを形成した。
【００５４】
［評価］
　実施例１、比較例１にて作製したカラーフィルタを用いて液晶表示装置を作製し、点灯
表示したところ、ともに反射表示、透過表示それぞれギャップ異常なく均一な表示が可能
であった。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法を説明するための工
程図である。
【図２】本発明により製造される半透過型液晶表示装置用カラーフィルタを説明するため
の概略断面図である。
【図３】本発明により製造される半透過型液晶表示装置用カラーフィルタを説明するため
の概略断面図である。
【図４】従来の半透過型液晶表示装置用カラーフィルタを説明するための概略断面図であ
る。
【符号の説明】
【００５６】
　１　…　透明基板
　２　…　着色層
　２ｔ…透過光用着色層
　２ｒ…反射光用着色層
　３　…　光路差調整層
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　４　…　柱状スペーサ
　６　…　オーバーコート層

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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